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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft

ein Reinigungsverfahren fiir ein oder mehrere Teile eines
Applikationssystems (24) mit zumindest folgenden Verfah-

rensschritten: Positionieren der ein oder mehreren Teile des
Applikationssystems in einer Reinigungskammer (40), Be-

strahlen der ein oder mehreren Teile des Applikationssys-

tems (24) mit einem Medium, wobei das Bestrahlen mittels

mehrerer Spriihvorrichtungen erfolgt, und wobei das Medi-

um den Sprihvorrichtungen von einer Baugruppe (64) zu-

gefiihrt wird, Entfernen der ein oder mehreren Teile des Ap-

plikationssystems (24) aus der Reinigungskammer (40), wo-

bei im Rahmen des Verfahrensschritts des Bestrahlens die

Medienzufuhr zu den Sprihvorrichtungen in einer Sequenz

mit mehreren aufeinanderfolgenden Phasen erfolgt, wobei 70
zumindest zwei Phasen der Sequenz sich hinsichtlich der - \:
Zufuhr des mindestens einen Mediums zu den Spriihvor- 7 70
richtungen unterscheiden. Die Erfindung betrifft auch eine &

zur Durchfiihrung des Reinigungsverfahrens ausgestaltete —
Reinigungsvorrichtung (38), wobei zur Steuerung der Zufuhr )
des Mediums zu den Sprihvorrichtungen eine Steuerein- 7 58
richtung (76) vorgesehen ist. Die Erfindung ermdglicht eine
hocheffiziente Mediennutzung. Weiterhin kdnnen durch die
Erfindung sowohl die Lésewirkung als auch der Abtransport
geloster Verschmutzungen verbessert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsverfah-

ren fir ein oder mehrere Teile eines Applikationssys-

tems mit zumindest folgenden Verfahrensschritten:
a) Positionieren der ein oder mehreren Teile des
Applikationssystems in einer Reinigungskammer;
b) Bestrahlen der ein oder mehreren Teile des Ap-
plikationssystems mit einem Medium, wobei das
Bestrahlen mittels mehrerer Sprihvorrichtungen
erfolgt, wobei das Medium den Sprihvorrichtun-
gen von einer Baugruppe zugefiihrt wird;
c) Entfernen der ein oder mehreren Teile des Ap-
plikationssystems aus der Reinigungskammer.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Reinigungs-
vorrichtung fir ein oder mehrere Teile eines Applika-
tionssystems, mit
a) einer Reinigungskammer;
b) mehreren Spruhvorrichtungen zum Einbringen
eines Mediums in die Reinigungskammer;
c) einer Baugruppe zum Bereitstellen des Medi-
ums fur die Spruhvorrichtungen,
d) mindestens einer Hauptleitung zum Zufihren
des Mediums von der Baugruppe zu den Sprih-
vorrichtungen.

[0003] Beim Beschichten der Gegenstéande mit Lack
in einer Lackierkabine gelangt in der Regel ein Teil-
strom des aus Applikationseinheiten austretenden
Beschichtungsmaterials nicht auf den zu beschich-
tenden Gegenstand. Dieser Teilstrom wird in der
Fachwelt als Overspray bezeichnet. Der Overspray
wird zu einem grof3en Teil mit Hilfe eines Luftstromes
aus der Lackierkabine ausgetragen.

[0004] Einkleinerer Teil des Oversprays schlagt sich
jedoch als Verschmutzung auf inneren Flachen der
Lackierkabine und vor allem auch auf den Aul3en-
flachen des Applikationssystems und besonders auf
den Applikationseinheiten nieder, so dass die mit
Overspray verunreinigten Komponenten von Zeit zu
Zeit gereinigt werden mussen.

[0005] Aus der DE 101 45 168 A1 ist ein Verfah-
ren zum automatischen Reinigen der Aul3enseite ei-
ner zur Beschichtung von Werkstlicken verwende-
ten Beschichtungsvorrichtung bekannt, wobei die Be-
schichtungsvorrichtung in einem Reinigungsbehélter
mit Trockeneis bespriht wird, und wobei eine auf die
AuBenseite der Beschichtungsvorrichtung gerichte-
te Duse vorgesehen ist, die in dem Reinigungsbe-
halter oder in dessen Wand angeordnet ist. In der
DE 101 45 168 A1 wird weiterhin vorgeschlagen,
dass die Dise bewegbar gelagert und von einer au-
tomatisch gesteuerten Antriebseinrichtung relativ zu
der Beschichtungsvorrichtung verschiebbar und/oder
schwenkbar ist.
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[0006] Die EP 2 056 970 B1 beschreibt ein Reini-
gungsverfahren und eine Reinigungsvorrichtung fir
Zerstauber, insbesondere Spritzpistolen, wobei ei-
ne Mischeinrichtung dazu eingerichtet ist, einem
Gemischausgang ein Druckluft-Reinigungsmittel-Ge-
misch zuzufthren, wobei eine Spriheinrichtung vor-
gesehen ist, die mit dem Gemischausgang ver-
bunden und zum Verspriihen des Reinigungsgemi-
sches geeignet ist, wobei die Spriheinrichtung meh-
rere Spuhlrohre aufweist, welche das Druckluft-Rei-
nigungsmittel-Gemisch abgeben.

[0007] Nachteilig bei den bekannten Reinigungsver-
fahren ist unter anderem der relativ hohe Verbrauch
von Medium wahrend des Reinigungsvorgangs.

[0008] Im Zusammenhang mit dem Reinigen
von Applikationseinheiten in einer Anlage zum
Beschichten von Gegenstdnden ist aus der
DE 10 2012 014 212 A1 bekannt, die Verschmutzung
der Applikationseinheiten mit Hilfe einer Sensorvor-
richtung automatisiert zu Giberwachen und den Rei-
nigungsvorgang einer Applikationseinheit in Abhén-
gigkeit eines mittels der Sensorvorrichtung erfassten
Verschmutzungsgrads der Applikationseinheit einzu-
leiten. Dadurch soll die Gefahr einer zu frihen oder
zu spaten Reinigung verringert werden.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Reinigungsverfahren und eine Reinigungsvorrich-
tung der eingangs genannten Art bereitzustellen, wel-
che gegenuber den aus dem Stand der Technik be-
kannten Verfahren weiterentwickelt sind.

[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Reinigungs-

verfahren der eingangs genannten Art dadurch ge-

|6st, dass
e) die Medienzufuhr zu den Sprihvorrichtungen in
einer Sequenz mit mehreren aufeinanderfolgen-
den Phasen erfolgt, wobei zumindest zwei Phasen
der Sequenz sich hinsichtlich der Zufuhr des min-
destens einen Mediums zu den Sprihvorrichtun-
gen unterscheiden.

[0011] Durch einen derartigen variablen Medienein-
satz kann der Medienverbrauch wahrend des Reini-
gungsvorgangs reduziert werden und/oder die Reini-
gungswirkung gesteigert werden. Auch der Abtrans-
port von bei der Reinigung gelésten Verschmutzun-
gen kann erfindungsgeman verbessert werden.

[0012] Vorzugsweise kdnnen sich zumindest zwei
Phasen der Sequenz durch das den Sprihvorrichtun-
gen zugefiihrte Medium unterscheiden. Derart kann
durch die Verwendung unterschiedlicher Medien in
den jeweiligen Phasen eine bessere Losungswirkung
erzielt werden und/oder es kann der Verbrauch ver-
haltnismafig teurer Medien, z. B. Lésemittel, redu-
ziert werden.

2/15



DE 10 2014 016 364 A1

[0013] Es kann von Vorteil sein, als Medien zumin-
dest zwei der folgenden zu verwenden: Lésemittel,
Wasser, Druckluft, Wasserdampf, Kohlendioxid. Koh-
lendioxid wird vorzugsweise in Form von an und fir
sich bekannten Pellets abgegeben.

[0014] Um die Reinigungswirkung weiter zu steigern
kann die Anzahl der Spruhvorrichtungen, denen in ei-
ner ersten Phase der Sequenz ein Medium zugefuhrt
wird, sich von der Anzahl der Spriuhvorrichtungen un-
terscheiden, denen in einer zweiten Phase der Se-
quenz ein Medium zugefihrt wird.

[0015] Um die Effizienz des Medieneinsatzes zu ver-
bessern, ist es von Vorteil, wenn
a) einer ersten Gruppe von Sprihvorrichtungen
ein erster Volumenstrom zugefiihrt wird und einer
zweiten Gruppe von Spruhvorrichtungen ein zwei-
ter Volumenstrom zugefuhrt wird, wobei sich der
erste und der zweite Volumenstrom voneinander
unterscheiden;
b) in einer ersten Phase der Sequenz die Zuord-
nung der Sprihvorrichtungen zur ersten Gruppe
und zur zweiten Gruppe anders erfolgt als in einer
zweiten Phase der Sequenz.

[0016] Dabei kann es giinstig sein, wenn der erste
Volumenstrom ungleich null ist, und wenn der zweite
Volumenstrom zumindest nahezu gleich null ist.

[0017] Mit Vorteil kann zumindest zwischen zwei
Phasen, in denen jeweils mindestens einer der
Spruhvorrichtungen ein Volumenstrom zugefihrt
wird, der ungleich null ist, eine Phase vorgesehen
sein, in welcher allen Sprihvorrichtungen ein Vo-
lumenstrom zugefihrt wird, der zumindest nahezu
gleich null ist. Derart kann insbesondere der Abtrans-
port von geldsten Verschmutzungen weiter verbes-
sert werden.

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung kénnen die
Phasen der Sequenz derart vorgegeben werden,
dass die Volumenstréme, welche einzelnen Sprih-
vorrichtungen oder Gruppen von Sprihvorrichtungen
zugefuhrt werden, derart gesteuert werden, dass die
Sequenz einer geometrischen Anordnung der Sprih-
vorrichtungen folgt. Entsprechend dieser Weiterbil-
dung der Erfindung kann die Reinigungswirkung wei-
ter gesteigert werden, wobei es weiterhin ermoglicht
wird, die Sequenzen bedarfsgerecht an das zu reini-
gende Applikationssystem bzw. an dessen Teile an-
zupassen.

[0019] Um die Reinigungswirkung zu steigern und/
oder den Abtransport von Verschmutzungen zu ver-
bessern, kénnen mit Vorteil zum Bestrahlen der ein
oder mehreren Teile des Applikationssystems Sprih-
vorrichtungen unterschiedlicher Bauart verwendet
werden.
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[0020] Dabei kann es gunstig sein, Sprihvorrichtun-
gen gemaf zumindest zwei der folgenden Bauarten
zu verwenden: Vollstrahldise, Flachstrahldise, Ro-
tationsduse.

[0021] GemalR einer Weiterbildung der Erfindung
kénnen die ein oder mehreren Teile des Applikations-
systems mittels einer Handhabungseinheit in der Rei-
nigungskammer um eine Achse gedreht werden, wo-
bei ein oder mehrere der Sprihvorrichtungen zumin-
dest nahezu senkrecht zu dieser Achse angeordnet
sind.

[0022] Die Aufgabe der Erfindung wird bei einer Rei-

nigungsvorrichtung der eingangs genannten Art da-

durch geldst, dass
e) die Reinigungsvorrichtung zur Durchfiihrung
des oben erlduterten erfindungsgemafen Reini-
gungsverfahrens ausgebildet ist, wobei zur Steue-
rung der Zufuhr des mindestens einen Mediums
zu den Sprihvorrichtungen eine Steuereinrich-
tung vorgesehen ist

[0023] Die Vorteile der erfindungsgemafien Reini-
gungsvorrichtung ergeben sich insbesondere ana-
log zu den Vorteilen des erfindungsgemafRen Reini-
gungsverfahrens.

[0024] Zum Erreichen eines besonders effizienten
Medieneinsatzes kann es von Vorteil sein, wenn die
Baugruppe eingangsseitig mit mehreren Medien fih-
renden Versorgungsleitungen verbunden ist.

[0025] Um die ein oder mehreren Teile des Applika-
tionssystems mdglichst vollstédndig zu reinigen, sind
die Spruhvorrichtungen vorzugsweise zumindest teil-
weise als Flachstrahldisen ausgebildet, welche um
eine Achse angeordnet sind, wobei zumindest ein
Teil der um die Achse angeordneten Flachstrahldi-
sen zumindest nahezu senkrecht zu dieser Achse
ausgerichtet sind.

[0026] Mit Vorteil kann eine Anlage zum Beschichten
von Gegenstanden mindestens eine Reinigungsvor-
richtung gemaR der Erfindung oder einer lhrer Aus-
gestaltungen aufweisen.

[0027] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, wo-
bei Ausfihrungsbeispiele der Erfindung, ohne hierauf
beschrankt zu sein, an Hand der Zeichnungen naher
erlautert werden. Es zeigt, jeweils in vereinfachter,
schematischer Darstellung:

[0028] Fig. 1 einen horizontalen Schnitt eines Teil-
bereichs einer Anlage zum Beschichten von Gegen-
sténden;

[0029] Fig. 2 Teile eines Applikationssystems;
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[0030] Fig. 3 eine Teilansicht einer Reinigungsvor-
richtung;

[0031] Fig. 4 eine Teilansicht einer Reinigungsvor-
richtung mit einer Medienzufiihrungseinrichtung;

[0032] Fig. 5 eine Teilansicht einer Reinigungsvor-
richtung.

[0033] Fig. 1 zeigt einen Teilbereich einer insgesamt
mit 10 bezeichneten Lackieranlage als Beispiel fur ei-
ne Anlage zur Beschichtung von Gegenstanden. In
der Lackieranlage 10 werden Gegenstande 12 mit
einer Beschichtung in Form eines Lacks versehen.
In Fig. 1 sind die Gegenstande 12 schematisch als
Rechtecke dargestellt. Zu beschichtende Gegenstéan-
den 12 kdnnen beispielsweise Fahrzeugkarosserien,
Karosserieteile, Maschinenteile oder Fahrzeugteile
wie z. B. Stol3fanger oder dergleichen sein. Beispie-
le fur Anlagen zum Beschichten von Gegenstéanden
sind unter anderem Lackieranlagen, Anlagen zum
Auftragen von Konservierungs- und/oder Trennstof-
fen oder Anlagen zur Pulverbeschichtung.

[0034] Fig. 1 zeigt einen horizontalen Schnitt eines
Abschnitts 14 eine Lackierkabine 16 unterhalb einer
nicht dargestellten Kabinendecke. Die Lackierkabine
16 weist im gezeigten Beispiel zueinander parallel
verlaufende seitliche Wéande 18 auf, die in dem in
Fig. 1 nicht mehr dargestellten Bereich durch Stirn-
seiten verschlossen sein kdnnen, wobei die Stirnsei-
ten in bekannter Weise Tore oder Schleusen fir die
Gegenstande 12 aufweisen. Der Boden der Lackier-
kabine 16 wird im Wesentlichen von einem Gitterrost
20 gebildet. Nach oben hin kann die Lackierkabine 16
in an und flr sich bekannter Weise durch ein Luftple-
num abgeschlossen sein, aus welchem konditionier-
te Luft in den Innenraum der Lackierkabine 16 gelei-
tet werden kann.

[0035] Die zu lackierenden Gegenstande 12 werden
im gezeigten Beispiel mit Hilfe eines Fordersystems
22 in einer kontinuierlichen oder intermittierenden Be-
wegung durch den Innenraum der Lackierkabine 16
gefiihrt, beispielsweise in Richtung des Pfeils 50. Die
Art des Fordersystems 22 ist im vorliegenden Zusam-
menhang ohne Belang.

[0036] Die zu beschichtenden Gegensténde 12 wer-
den in der Lackierkabine 12 mit Hilfe eine Applikati-
onssystems 24 mit einer Beschichtung in Form eines
Lacks versehen.

[0037] Zur Beschichtung der Gegenstédnde 12 um-
fasst das Applikationssystem 24 vorzugsweise beid-
seits des Bewegungsweges der Gegenstande 12 auf
dem Foérdersystem 22 Handhabungseinheiten 26, 28,
welche in Form von Handhabungsrobotern bzw. La-
ckierrobotern unterschiedlicher Bauweise ausgebil-
det sein kdnnen. Ebenfalls beispielhaft sind im Ab-
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schnitt 14 der Lackierkabine 16 vier als Gelenkarm-
roboter 26 ausgebildete Handhabungseinheiten vor-
gesehen, von denen jeweils zwei auf einer Seite des
Bewegungsweges der Gegenstéande 12 angeordnet
sind. Die beispielhaft dargestellten Gelenkarmrobo-
ter werden auch als Knickarmroboter bezeichnet. Au-
Rerdem sind insgesamt zwei als Industrieroboter 28
ausgebildete Handhabungseinheiten vorhanden, von
denen jeweils einer auf einer Seite des Bewegungs-
weges der Gegenstande 12 angeordnet ist.

[0038] Sowohl die Gelenkarmroboter 26 als auch die
Industrieroboter 28 haben einen beweglichen Robo-
terarm 30 bzw. 32, an dessen Ende jeweils eine Ap-
plikationseinheit 34 bzw. 36 getragen ist. Jede die-
ser Applikationseinheiten 34, 36 umfasst den eigent-
lichen Applikator, der in Fig. 1 nicht eigens mit ei-
nem Bezugszeichen versehen ist. Die im Beispiel
gezeigte Applikationseinheit 34 des Gelenkarmrobo-
ters 26 umfasst beispielsweise einen Hochrotations-
zerstauber, wahrend die Applikationseinheit 36 des
Industrieroboters 28 eine Sprihpistole aufweist. An-
dere gelaufige Applikatoren kénnen in Abwandlung
ebenfalls von einer Applikationseinheit 34, 36 um-
fasst sein.

[0039] Wie eingangs erlautert wurde, gelangt der
beim Beschichten der Gegenstinde 12 entstehende
Overspray als Verschmutzung auf inneren Flachen
der Lackierkabine 16 und bevorzugt auf den AuRen-
flachen des Applikationssystems 24 und besonders
auf den Applikationseinheiten 34, 36 und auf den da-
zu benachbarten Bereichen der Handhabungseinhei-
ten 26, 28 nieder.

[0040] Zum Entfernen von Verschmutzungen, insbe-
sondere vorangehend beschriebene Verschmutzun-
gen durch Overspray, ist entlang der Seitenwénde 18
der Lackierkabine 16 eine Mehrzahl von Reinigungs-
vorrichtungen 38 vorgesehen.

[0041] Eine Reinigungsvorrichtung 38 weist jeweils
mindestens eine Reinigungskammer 40 und mehrere
in Fig. 1 nicht ndher dargestellte Sprihvorrichtungen
auf. Die Spruhvorrichtungen einer Reinigungsvorrich-
tung 38 kdnnen beispielsweise als Dise und/oder als
Spllrohr ausgebildet sein.

[0042] In einer Reinigungskammer 40 kénnen ein
oder mehrere Teile eines Applikationssystems 24 un-
ter Zuhilfenahme der Sprihvorrichtungen gereinigt
werden. Insbesondere kdénnen in einer Reinigungs-
kammer 40 die Applikationseinheiten 34, 36 zumin-
dest teilweise gereinigt werden, wobei anhaftendes
Overspray geldst und abtransportiert wird.

[0043] Fig. 2 zeigt einen Endabschnitt 44 eines der
in Fig. 1 gezeigten Roboterarme 30. Dieser Endab-
schnitt 44 des Roboterarmes 30 umfasst ein Roboter-
handgelenk 46, welches seinerseits in an und fir sich
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bekannter Weise die Applikationseinheit 34 tragt, die
hier beispielhaft in Form eines Rotationszerstdubers
48 gezeigt ist.

[0044] Der Rotationszerstauber 48 weist einen Glo-
ckenteller 42 auf und kann vorzugsweise mit einem in
der Zeichnung nicht ndher dargestellten Lenkluftsys-
tem ausgestattet sein. Mit Hilfe des Glockentellers 42
kann eine Spruhstrahlwolke ausgebildet werden. Mit
Hilfe des Lenkluftsystems kann der Spriihstrahl gere-
gelt und die Spriihstrahlwolke an die zu lackierenden
Gegenstande 12 angepasst werden.

[0045] Die in Fig. 2 gezeigte Applikationseinheit 34
ist als Zerstauber mit Innenaufladung ausgebildet,
wobei der Zerstauber vorzugsweise mit einer inte-
grierten Hochspannungskaskade versehen ist, die in
der Zeichnung nicht naher dargestellt ist. Ein weiteres
Beispiel fur einen Zerstauber sind die in Fig. 1 ange-
deuteten, als Pistolenzerstauber ausgefihrten Appli-
kationseinheiten 36.

[0046] Die Reinigungskammer 40 einer Reinigungs-
vorrichtung 38 kann zur teilweisen oder vollstandi-
gen Aufnahme des Endabschnitts 44 einer Handha-
bungseinheit 26, 28 ausgebildet sein.

[0047] Fig. 3 zeigt eine als Rotationszerstauber 48
ausgebildete Applikationseinheit 34, welche in eine
Reinigungskammer 40 einer Reinigungsvorrichtung
38 hineinragt. Die hier gezeigte Applikationseinheit ist
als Zerstauber mit AuRenaufladung ausgebildet, wo-
bei die Aufladeeinrichtung 56 im gezeigten Beispiel
einen Haltering 54 aufweist, der mehrere AufRenelek-
troden 52 tragt. Der Rotationszerstduber 48 weist ei-
nen Glockenteller 42 auf und kann vorzugsweise mit
einem nicht nadher dargestellten Lenkluftsystem aus-
gestattet sein.

[0048] Die in Fig. 3 gezeigte Reinigungsvorrich-
tung 38 ist mit mehreren als Disen 58 ausgebilde-
ten Spruhvorrichtungen ausgestattet, wobei aus den
Sprihvorrichtungen, wie in der Zeichnung angedeu-
tet, ein Medium in Form eines Strahls 60 austre-
ten kann. Aus unterschiedlichen Sprihvorrichtungen
kénnen gleiche oder sich unterscheidende Medien
austreten.

[0049] Im gezeigten Beispiel tritt aus den Disen 58
jeweils ein Strahl 60 in Form eines Reinigungsstrahls
aus, wobei der Strahl 60 auf den Endabschnitt der
Applikationseinheit 34 gerichtet ist.

[0050] Fig. 4 zeigt eine Reinigungsvorrichtung 38,
wobei die Reinigungskammer 40 der Reinigungsvor-
richtung 38 in einer Schnittansicht gezeigt ist, wobei
die Schnittebene senkrecht zur Achse 78 der Appli-
kationseinheit 34 ist.
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[0051] Die im Beispiel gezeigten Teile des Applikati-
onssystems 24 umfassen auch die Auflienelektroden
52 einer als Rotationszerstauber 48 mit Aul3enaufla-
dung ausgebildeten Applikationseinheit 34.

[0052] Im gezeigten Beispiel befindet sich die Appli-
kationseinheit 34 zur Reinigung in der Reinigungs-
kammer 40. In der Reinigungskammer sind als DU-
sen 58a, 58b, 58c, 58d ausgebildete Sprihvorrich-
tungen vorgesehen, welche um die Achse 78 ange-
ordnet sind. Aus den Disen 58a, 58b, 58c, 58d tritt
jeweils ein Medium in Form eines Strahls 60 aus, wel-
cher Strahl 60 auf die Applikationseinheit 34 gerich-
tet ist. In alternativer Ausgestaltung zu den DUsen
58a, 58b, 58c, 58d kénnen die Sprihvorrichtungen
als Spilrohre ausgebildet sein.

[0053] Das zum Bestrahlen der Applikationseinheit
verwendete Medium wird den als Disen 58a, 58b,
58c, 58d ausgebildeten Sprihvorrichtungen uber
Hauptleitungen 62 zugefiihrt. Im gezeigten Beispiel
sind die Disen 58a, 58b, 58c, 58d auf die Achse 78
gerichtet.

[0054] Die Applikationseinheit 34 kann beispielswei-
se von einem Roboterarm 30 um die Achse 78 ge-
dreht werden.

[0055] Weiterhin zeigt Fig. 4 eine Medienzufih-
rungseinrichtung 66 mit einer Baugruppe 64, die aus-
gangsseitig mit den zu den Spriihvorrichtungen fiih-
renden Hauptleitungen 62 verbunden ist. Eine Haupt-
leitung 62 kann zur Medienzufiihrung zu einer ein-
zelnen Spruhvorrichtung oder zur Medienzuflihrung
zu einer Gruppe von Sprihvorrichtungen ausgebildet
sein. Letzteres ist in Fig. 4 nicht ndher dargestellt.
Eingangsseitig ist die Baugruppe 64 mit mehreren
Versorgungsleitungen 70 verbunden. Die Baugruppe
64 kann mindestens einen und an fur sich bekannten
Medienwechselblock aufweisen.

[0056] Uber die Versorgungsleitungen 70 kénnen
der Baugruppe 64 beispielsweise Medien wie Luft
bzw. Druckluft, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Reini-
gungsmittel und/oder Lésemittel zugefiihrt werden.
Der Baugruppe 64 Uiber die Versorgungsleitungen 70
zugefiihrte Medien kénnen von der Baugruppe 64
gemischt oder ungemischt an ein oder mehrere der
Hauptleitungen 62 gegeben werden.

[0057] Der Baugruppe 64 kann eine Funktionsgrup-
pe 68 vorgeordnet sein, welche ausgangsseitig mit
einer Versorgungsleitung 70 verbunden ist. Die Funk-
tionsgruppe 68 ist eingangsseitig zumindest mit ei-
ner ersten Zuflihrungsleitung 72 und mit einer zwei-
ten Zufiihrungsleitung 74 verbunden.

[0058] Die Funktionsgruppe 68 kann ein Medienge-
misch fir die Baugruppe 64 bereitstellen, wobei in
der Funktionsgruppe 68 ein mittels der ersten Zufiih-
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rungsleitung 72 zugefiihrtes Medium mit mindestens
einem weiteren mittels der zweiten Zuflihrungsleitung
74 zugeflhrten Medium vermischt wird.

[0059] In alternativer Ausgestaltung kann die Funk-
tionsgruppe 68 beispielsweise als HeiRwasserreini-
gungsgerat, insbesondere als Niederdruck-Heillwas-
serreinigungsgerat, ausgebildet sein und vorzugs-
weise einen nicht naher dargestellten Sensorblock
aufweisen. In dieser Ausgestaltung kdnnen die Zu-
fuhrungsleitungen 72 und 74 zur Zufuhr von Wasser
bzw. Strom ausgebildet sein.

[0060] Die in Fig. 4 gezeigte Medienzufiihrungsein-
richtung 66 weist eine Steuereinrichtung 76 auf, die
im gezeigten Beispiel mit der Baugruppe 64 gekop-
pelt ist und zur Steuerung der Medienzufuhr zu den
Sprihvorrichtungen ausgebildet ist.

[0061] Mittels der Steuereinrichtung 76 kann die
Medienzufuhr zu einzelnen Sprihvorrichtungen und/
oder die Medienzufuhr zu Blécken von Sprihvorrich-
tungen gesteuert werden. Ein Block von Sprihvor-
richtungen wird vorzugsweise von mehreren Sprih-
vorrichtungen gebildet, die Uber eine gemeinsame
Hauptleitung mit der Baugruppe 64 verbunden sind.

[0062] Die Sprihvorrichtungen der Reinigungsvor-
richtung 38 kdnnen beispielsweise mittels der in
Fig. 4 gezeigten Steuereinrichtung 76 in definierten
Sequenzen angesteuert werden. Dabei wird insbe-
sondere die Medienzufuhr zu den Sprihvorrichtun-
gen entsprechend der definierten Sequenzen gesteu-
ert.

[0063] Die definierten Sequenzen, welche zur
Steuerung verwendet werden, sind in mehrere zeit-
lich aufeinanderfolgende Phasen untergliedert.

[0064] Eine Sequenz kann beispielsweise dadurch
definiert werden, dass in einer ersten Phase ein an-
deres Medium Uber ein oder mehrere Hauptleitungen
62 zugeflhrt wird als in einer zweiten Phase.

[0065] Alternativ oder zusatzlich kann. eine Sequenz
dadurch definiert werden, dass der mindestens ei-
ne auf ein Medium bezogene Volumenstrom zu ei-
ner oder mehreren Sprihvorrichtungen in einer ers-
ten Phase anders eingestellt ist als in einer zweiten
Phase. Dabei kann sowohl der Volumenstrom selbst
als auch die Zuordnung einer oder mehrerer Sprih-
vorrichtungen zu einem Volumenstrom variiert wer-
den.

[0066] Alternativ oder zusatzlich kann eine Sequenz
dadurch definiert werden, dass die Anzahl der Spriih-
vorrichtungen, denen in einer ersten Phase ein Me-
dium zugefihrt wird, sich von der Anzahl der Sprih-
vorrichtungen unterscheidet, denen in einer zweiten
Phase ein Medium zugefihrt wird.
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[0067] So kann beispielsweise den Sprihvorrichtun-
gen 58a und 58b in einer ersten Phase ein Medium
zugefiihrt werden, wahrend in einer zweiten Phase
den Sprihvorrichtungen 58¢ und 58d ein Medium zu-
geflhrt wird. Weiterhin kann beispielsweise in einer
ersten Phase den Sprihvorrichtungen 58a und 58c
ein Medium zugefiihrt werden und in einer zweiten
Phase den Sprihvorrichtungen 58b und 58d. Durch
diese oder weitere Kombinationen kann beispielswei-
se auch eine Sequenz von vier oder einer beliebig
anderen Vielzahl von Phasen gebildet werden.

[0068] Eine Sequenz kann auch derart definiert wer-
den, dass die Sprihvorrichtungen in einer geometri-
schen Abfolge angesteuert werden. So kdnnen bei-
spielsweise gegenuberliegende Sprihvorrichtungen
nacheinander bzw. in unterschiedlichen Phasen an-
gesteuert werden. In einem weiteren Beispiel knnen
die Sprihvorrichtung nacheinander um eine Achse
herum angesteuert werden, so kann z. B. zunachst
die Diise 58a, in einer spateren Phase die Dise 58b,
wiederum spater die Dise 58c¢ und wiederum spater
die Duse 58d angesteuert werden. Oder es kbénnen
z. B. zunéchst die Disen 58b und 58c, in einer spa-
teren Phase die Disen 58c und 58d und wiederum
spater die Disen 58d und 58a angesteuert werden.
Oder es kann z. B. zunachst die in Fig. 5 gezeigte
Duse 58e und ggf. weitere im selben Winkel ausge-
richtete Disen bzw. weitere auf selber Héhe ange-
ordnete Disen, in einer spateren Phase die Diise 58f
und ggf. weitere im selben Winkel ausgerichtete Di-
sen bzw. weitere auf selber Héhe angeordnete Di-
sen, und wiederum spater die Diise 58g und ggf. wei-
tere im selben Winkel ausgerichtete Disen bzw. wei-
tere auf selber Hohe angeordnete Diisen angesteu-
ert werden.

[0069] Eine Sequenz kann beispielsweise auch der-
art definiert werden, dass in einer ersten Phase ei-
ner ersten Gruppe von Sprihvorrichtungen ein Me-
dium zugefihrt wird wahrend einer zweiten Grup-
pe von Sprihvorrichtungen kein Medium zugefiihrt
wird, wobei in einer zweiten Phase der ersten Grup-
pe von Sprihvorrichtungen kein Medium zugefiihrt
wird wahrend der zweiten Gruppe von Sprihvorrich-
tungen ein Medium zugefihrt wird.

[0070] Eine Sequenz kann auch dadurch definiert
werden, dass Uber alle Hauptleitungen 62 der Reini-
gungsvorrichtung 38 in einer ersten Phase ein ande-
res Medium zugefiihrt wird als in einer zweiten Pha-
se.

[0071] Fig. 5 zeigt in hoch schematischer Darstel-
lung einen Teil einer Reinigungsvorrichtung 38 so-
wie einen Teil einer Applikationseinheit 34, welche
im Beispiel als Rotationszerstauber 48 mit einem
Glockenteller 42 und mit mehreren Aufienelektro-
den 52 ausgebildet ist. Die Reinigungsvorrichtung 38
weist mehrere als Disen 58e, 58f, 58g ausgebilde-
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te Spriuhvorrichtungen auf, die an Hauptleitungen 62
angeschlossen sind. Die Dusen 58e, 58f, 58g sind
jeweils in unterschiedlichen Winkeln relativ zur Ach-
se 78 der Applikationseinheit ausgerichtet. Es kon-
nen weitere in Fig. 5 nicht gezeigte Disen vorgese-
hen sein, welche um die Achse 78 angeordnet sind,
wobei die Ausrichtung dieser in Fig. 5 nicht gezeigten
Dusen zur Achse 78 der Ausrichtung der in Fig. 5 ge-
zeigten Disen 58e, 58f, 58g zur Achse 78 entspre-
chen kann.

[0072] Die Disen 58, 58a, 58b, 58c, 58d, 58e, 58f,
589 kénnen beispielsweise als Vollstrahldlse, Flach-
strahldise und/oder Rotationsdiise ausgebildet sein,
wobei es mdglich ist, dass in einer Reinigungsvorrich-
tung 38 Disen unterschiedlicher Bauart vorgesehen
sind. Alternativ oder zusatzlich kénnen weitere Spiil-
vorrichtungen in der Reinigungsvorrichtung 38 vorge-
sehen sein.

[0073] Ein Gedanke, welcher der Erfindung zugrun-
de liegt, lasst sich wie folgt zusammenfassen: Die
vorliegende Erfindung betrifft ein Reinigungsverfah-
ren flr ein oder mehrere Teile eines Applikationssys-
tems 24 mit zumindest folgenden Verfahrensschrit-
ten: Positionieren der ein oder mehreren Teile des
Applikationssystems in einer Reinigungskammer 40,
Bestrahlen der ein oder mehreren Teile des Applika-
tionssystems 24 mit einem Medium, wobei das Be-
strahlen mittels mehrerer Spriihvorrichtungen erfolgt,
und wobei das Medium den Sprihvorrichtungen von
einer Baugruppe 64 zugefiihrt wird, Entfernen der
ein oder mehreren Teile des Applikationssystems 24
aus der Reinigungskammer 40, wobei im Rahmen
des Verfahrensschritts des Bestrahlens die Medien-
zufuhr zu den Sprihvorrichtungen in einer Sequenz
mit mehreren aufeinanderfolgenden Phasen erfolgt,
wobei zumindest zwei Phasen der Sequenz sich hin-
sichtlich der Zufuhr des mindestens einen Mediums
zu den Sprihvorrichtungen unterscheiden. Die Erfin-
dung betrifft auch eine zur Durchfiihrung des Rei-
nigungsverfahrens ausgestaltete Reinigungsvorrich-
tung 38, wobei zur Steuerung der Zufuhr des min-
destens einen Mediums zu den Sprihvorrichtungen
eine Steuereinrichtung 76 vorgesehen ist. Die Erfin-
dung erméglicht eine hocheffiziente Mediennutzung.
Weiterhin kénnen durch die Erfindung sowohl die
Lésewirkung als auch der Abtransport geldster Ver-
schmutzungen verbessert werden.
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Patentanspriiche

1. Reinigungsverfahren fir ein oder mehrere Tei-
le eines Applikationssystems (24) mit zumindest fol-
genden Verfahrensschritten:

a) Positionieren der ein oder mehreren Teile des Ap-
plikationssystems (24) in einer Reinigungskammer
(40);

b) Bestrahlen der ein oder mehreren Teile des Appli-
kationssystems (24) mit einem Medium, wobei das
Bestrahlen mittels mehrerer Sprihvorrichtungen (58)
erfolgt, wobei das Medium den Sprihvorrichtungen
(58) von einer Baugruppe (64) zugefiihrt wird;

c) Entfernen der ein oder mehreren Teile des Applika-
tionssystems (24) aus der Reinigungskammer (40),
dadurch gekennzeichnet, dass

d) die Medienzufuhr zu den Spriihvorrichtungen (58)
in einer Sequenz mit mehreren aufeinanderfolgenden
Phasen erfolgt, wobei zumindest zwei Phasen der
Sequenz sich hinsichtlich der Zufuhr des mindestens
einen Mediums zu den Sprihvorrichtungen (58) un-
terscheiden.

2. Reinigungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich zumindest zwei der Pha-
sen durch das den Sprihvorrichtungen (58) zuge-
fihrte Medium unterscheiden.

3. Reinigungsverfahren nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als Medien zumindest zwei
der folgenden verwendet werden: Lésemittel, Was-
ser, Druckluft, Wasserdampf, Kohlendioxid.

4. Reinigungsverfahren nach einem der Anspriiche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
der Sprihvorrichtungen (58), denen in einer ersten
Phase der Sequenz ein Medium zugefihrt wird, sich
von der Anzahl der Sprihvorrichtungen (58) unter-
scheidet, denen in einer zweiten Phase der Sequenz
ein Medium zugefihrt wird.

5. Reinigungsverfahren nach einem der Anspriiche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
a) einer ersten Gruppe von Sprihvorrichtungen ein
erster Volumenstrom zugefiihrt wird und einer zwei-
ten Gruppe von Sprihvorrichtungen (58) ein zwei-
ter Volumenstrom zugefiihrt wird, wobei sich der ers-
te und der zweite Volumenstrom voneinander unter-
scheiden;
b) in einer ersten Phase der Sequenz die Zuordnung
der Sprihvorrichtungen (58) zur ersten Gruppe und
zur zweiten Gruppe anders erfolgt als in einer zweiten
Phase der Sequenz.

6. Reinigungsverfahren nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Volumenstrom un-
gleich null ist, und dass der zweite Volumenstrom zu-
mindest nahezu gleich null ist.
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7. Reinigungsverfahren nach einem der Anspriiche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
zwischen zwei Phasen, in denen jeweils mindestens
einer der Spruhvorrichtungen (58) ein Volumenstrom
zugefluhrt wird, der ungleich null ist, eine Phase vor-
gesehen ist, in welcher allen Spruhvorrichtungen (58)
ein Volumenstrom zugefiihrt wird, der zumindest na-
hezu gleich null ist.

8. Reinigungsverfahren nach einem der Anspru-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Pha-
sen der Sequenz derart vorgegeben sind, dass die
Volumenstréme, welche einzelnen Sprihvorrichtun-
gen (58) oder Gruppen von Sprihvorrichtungen (58)
zugefiihrt werden, derart gesteuert werden; dass die
Sequenz einer geometrisch Anordnung der Sprih-
vorrichtungen (58) folgt.

9. Reinigungsverfahren nach einem der Anspri-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Bestrahlen der ein oder mehreren Teile des Appli-
kationssystems (24) Sprihvorrichtungen (58) unter-
schiedlicher Bauart verwendet werden.

10. Reinigungsverfahren nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass Sprihvorrichtungen
(58) gemal mindestens zwei der folgenden Bauarten
verwendet werden: Vollstrahldise, Flachstrahldise,
Rotationsduse.

11. Reinigungsverfahren nach einem der Anspri-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die ein
oder mehreren Teile des Applikationssystems (24)
in der Reinigungskammer (40) mittels einer Handha-
bungseinheit (26, 28) gedreht werden, wobei die Dre-
hung um eine Achse (78) erfolgt, zu welcher Achse
(78) ein oder mehrere der Sprihvorrichtungen (58)
zumindest nahezu senkrecht angeordnet sind.

12. Reinigungsvorrichtung (38) fiir ein oder meh-
rere Teile eines Applikationssystems (24), mit
a) einer Reinigungskammer (40);
b) mehreren Sprihvorrichtungen (58) zum Einbrin-
gen eines Mediums in die Reinigungskammer (40);
c) einer Baugruppe (64) zum Bereitstellen des Medi-
ums flr die Sprihvorrichtungen (58);
d) mindestens einer Hauptleitung (62) zum Zufuhren
des Mediums von der Baugruppe (64) zu den Sprih-
vorrichtungen (58),
dadurch gekennzeichnet, dass
e) die Reinigungsvorrichtung (38) zur Durchfiihrung
des Reinigungsverfahrens nach einem der Anspri-
che 1 bis 11 ausgebildet ist, wobei zur Steuerung der
Zufuhr des mindestens einen Mediums zu den Sprih-
vorrichtungen (58) eine Steuereinrichtung (76) vorge-
sehen ist.

13. Reinigungsvorrichtung (38) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe (64)
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eingangsseitig mit mehreren Medien fihrenden Ver-
sorgungsleitungen (70) verbunden ist.

14. Reinigungsvorrichtung (38) nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprih-
vorrichtungen (58) zumindest teilweise als Flach-
strahldiisen ausgebildet sind, welche um eine Achse
(78) angeordnet sind, wobei zumindest ein Teil der
um die Achse (78) angeordneten Flachstrahldliisen
zumindest nahezu senkrecht zu der Achse (78) aus-
gerichtet sind.

15. Anlage zum Beschichten von Gegenstén-
den mit mindestens einer Reinigungsvorrichtung (38)
nach einem der Anspriiche 12 bis 14.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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